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(54) Title: SYSTEM FOR RECEIVING AND RETAINING A SUBSTRATE 
(54) Bezeichnung: OBERNAHMB- UND HALTESYSTEM FOR EIN SUBSTOAT 
(57) Abstract 

The invention relates to system for receiving and retaining a substrate (17) 
in a light exposure device that is fitted widi a handling system for the feeding of 
said substrate (17), an electrostatic chuclc arrangement (1) for the retention of said 
substrate (17) during exposure to light, whereby said arrangement can be displaced 
in coordinates X, Y, and an exposure lens system from which corpuscular radiation is 
directed onto the surface of the substrate at a right angle, corresponding to coodinatc 
Z. The inventive retention system is provided with at least one second electrostatic 
chuck arrangement (1) which, lilce the first chuck arrangement (1), is used to retain 
the substrate (17) during exposure to light and is provided with a bearing surface 
for said substrate, whereby the bearing surface of the second chuck arrangement 
(6) is, however, arranged in such a way that it can de displaced in the direction 
of coordinate Z. In tcmis of retention force, both chuck arrangements (1,6) arc 
configured in such a way that the substrate (17) is maintained in a firm position 
when its placed on die first chuck arrangement (1) or solely on die second chuck 
arrangement (6). 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein tibemahme- und Haltesystem fUr ein Sub- 
strat (17) in einer Belichtungsanlage, die mit einem Handlingsystem zur ZufOhrung 
des Substrates (17), mit einer in den Koordinaten X,Y verfahrbaren elektrostatis- 
chen Chuckanordnung (1) zum Halten des Substrates (17) wShrend der Belichtung 
sowie mit einer Belichtungsoptik ausgestattet ist, aus der eine Korpuskularstrahlung 
rechtwinklig, der Koordinate Z entsprcchend, auf die SubstratoberflSchc gerichtet ist. 
Bei einem solchen Haltesystem ist mindestens eine zweite clektrostatische Chuck- 
anordnung (6) vorgesehen, die ebenso wie die erste Chuckanordnung (1). die zum 
Halten des Substrates (17) wShrcnd der Belichtung dient, eine AuflageflSche fUr das 
Substrat aufweist. wobei jedoch die Auflageflache der zweiten Chuckanordnung (6) 
in RIchtung der Koordinate Z verschieblich angeordnet ist. Beide Chuckanordnun- 
gen (1, 6) sind beziiglich ihrcr Haltekiaft so ausgclcgt, dass das Substrat (17) sowohl bei Aufiage auf der ersten Chuckanordnung (1) als 
auch nur bei Aufiage auf der zweiten Chuckanordnung (6) positionssicher gehalten wird. 
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Ubernahme- und Haltesystem fiir ein Substrat 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Ubernahme- und Haltesystem fur ein 
Substrat in einer Belichtungsanlage, die mit einer in den Koordinaten X,Y 
verfahrbaren elektrostatischen Chuckanordnung zum Halten des Substrates 
5 auf einer Auflagefiache wahrend der Belichtung ausgestattet ist, 

Haltevorrichtungen zur Aufnahme von Substraten, insbesondere von Masken 
und Wafern. wahrend der Belichtung sind im Stand der Technik in 
verschiedenen Ausfuhrungen bekannt. In der Regel sind die Haltesysteme auf 
einem in zwei Koordinaten X,Y verfahrbarer Tisch angeordnet und verfdgen 

10 uber eine Auflageebene fur das Substrat, auf welche dieses vor Beginn des 
Belichtungsvorganges aufgelegt und auf der es gehalten wird, wahrend der 
Tisch Schritt fur Schritt in Richtung X und/oder Y verschoben und dabei 
zeitlich nacheinander in die gewunschten Belichtungspositionen gebracht wird. 
Die Auflageebenen werden meist durch hochebene Auflageflachen, teils auch 

15 durch mehrere punktformige Auflageelementen gebildet. 

Die iSrundkdrper. Tragplatten usw., auf denen Auflageelemente angeordnet 
Oder Aufiageflachen ausgebildet sind, sind in der Regel uber 
MaRverkorperung zur Ausrichtung des Substrates in der Koordinate Z 
mechanisch fest mit dem Tisch verbunden. Die Koordinate Z entspricht dabei 
20 der rechtwinklig auf die Substratoberflache gerichteten Einstrahlungsrichtung 
des Belichtungsstrahlenganges. 

Die feinfuhlige Handhabung des Substrates bei der Ubernahme in die 
Belichtungseinrichtung und die Genauigkeit bei der Positionierung der 
Substratoberflache relativ zur Belichtungseinrichtung sind wesentliche 
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Kriterien im Hinblick auf die bei der Belichtung angestrebte GOte und Feinheit 
der Struktur und urn so mehr von Bedeutung. je welter die Bestrebungen der 
MIkroelektronikindustrie nach Verringerung der Strukturbreite gehen. 
Insofern bestehen die hauptsachlichen Probleme bei der Ausfuhrung solcher 

5 Haltesysteme immer wieder in der auch bei Temperatur- und 

Druckschwankungen zu gewShrleistenden Posltioniergenauigkeit fur das 
Substrates und in der Formbestandigkeit der Substratauflage. da das Substrat 
selbst nicht formstabil ist. Deshaib ist dafur zu sorgen. dall mechahische 
Krafte. gleich welchen Ursprungs. nicht in das Substrat eingeleitet werden. 

1 0 was Verformungen und damit unzuiassige Strukturabweicliungen zur Folge 
hatte Weiterliin ist bei der Gestaltung von Haltesystemen zu beachten. daB 
die Richtung der Belichtungsstrahlung nicht ungewollt durch Magnetfelder 
und/pder durch elektrische Aufladungen im Haltesystem beeinfluBt wird. Bei 
alledem sind die Kosten fCir die Herstellung der Haltesysteme in wirtschaftlich 

15 vertretbaren Grenzen zu halten. 

Unter dem Gesichtspunkt dieser hohen Anforderungen sind die bisher im 
Stand der Technik verfilgbaren Haltesysteme zu bewerten. So ist 
beispielsweise aus der US-Patentschrifl 5,535,090 wie auch aus der 
Verfiffentlichung .Semiconducter International", Sherman, Vol.20, Nr.8, p.319- 

20 322, eine Einrichtung bekannt, die iiber eine elektrostatische Chuckanordnung 
zum Halten des Substrates wShrend der Belichtung verfiigt. Die 
Chuckanordnung weist eine leitfahige Schicht auf, die iiber elektrische 
Versorgungskontakte mit abschaltbaren elektrischen Potentialen gegeniiber 
dem aufgelegten Substrat beaufschlagt werden kann. Bei aniiegendem 

25 Potential bildet sich ein elektrostatisches Feld aus. durch welches das 
Substrat auf einer ebenen, uber der leitfahigen Schicht angeordneten 
Isolierschicht gehalten wird. Dabei ist die GroUe der Anziehungskraft zwischen 
der Chuckanordnung und dem Substrat abhangig von der angelegten 
elektrischen Spannung, von der Fiachengrolie der leitfahigen Schicht (der 

30 sogenannten Chuckelektrode) und von der Dicke der Isolierschicht, die sich 
zwischen der leitfahigen Schicht und dem Substrat befindet. 
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Bei Verwendung elektrostatischer Chuckanordnungen in Belichtungsanlagen 
ist zu beachten, da(i durch geeignete MaBnahmen elektrostatische 
Aufladungen an unerwunschten Stellen des Haltesystems bzw. der 
Belichtungseinrichtung vermieden werden, damit der Belichtungsstrahlengang 
5 nicht ungewollt beeinflulit wind. Eine solche Malinahme ist beispielsweise der 
Einsatz unmagnetischer Werkstoffe, Bei der in der vorgenannten 
Veroffentlichung beschriebenen Anordnung wird dies durch den Einsatz von 
Saphirmaterial erzlelt. Saphir ist zwar unmagnetisch, hat allerdings sehr hohe 
Beschaffungskosten und auch hohe technologische Kosten bei der Fertigung 
1 0 der ebenen Auflageflache f Qr das Substrat zur Folge. Bei der zitierten 

Anordnung ist deshalb nicht die gesamte 8 Zoll grolie Auflageflache mit Saphir 
belegt worden, sondem uber einer Zwischenschicht aus Niob wurden lediglich 
mehrere nur 2 Zoll grolie Saphirscheiben angeordnet. 

Nachteilig ist dabei immer noch das technoiogisch aufwendige 
15 Herstellungsverfahren fur die mehrteilige Auflageflache. AuBerdem ist die 
Einheitlichkeit des Materials, auf dem das Substrat aufliegt, nicht 
gewahrleistet, was eine auf die gesamte Auflageflache bezogene 
Uneinheitlichkeit der Haltekraft zur Folge hat. 

In der US-Patentschrift 5,600,530 ist ebenfalls eine Aufnahmeeinrichtung fur 
20 Substrate beschrieben, in der wiederum eine elektrostatische 

Chuckanordnurig vorgesehen ist. Allerdings wird hier als Material fur die 
Isolierschicht der Chuckanordnung Aluminiumoxid venwendet, und die 
Erfindung beschreibt zugleich ein Verfahren, durch welches die zunachst dick 
aufgetragene Aluminiumoxidschicht durch RuckverdOnnen auf das notwendige 
25 Dickenmali gebracht wird. Der Einsatz von Aluminiumoxid aber fQhrt 

nachteiiigerweise zu Problemen bei Temperaturschwankungen, die in seinen 
ungunstigen Temperaturausdehnungseigenschaften begrundet sind. Deshalb 
hat der Einsatz von Aluminiumoxid. wenn eine hohe Belichtungsgenauigkeit 
erreicht werden soil, zwangslaufig aufwendige Malinahmen zur Folge, die 
30 diesen Nachteil kompensieren und eine uber ein zulassiges Mali 
hinausgehende Positions- und/oder Formanderung des auf der 
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Aluminiumoxidschicht liegenden Substrates verhindern. Eine LSsung dieses 
mit Einsatz der Aluminiumoxidschicht ehtstehenden Problems ist in der 
genannten Schrift nicht angegeben. 
■ Eine weitere Aufnahmeeinrichtung fiir Substrate zur Bearbeitung in einer 

5 Elekrbnenstrahlanlage offenbart die US-Patentschrift 5,644, 1 37. Die hier 

beschriebene Anordnung ist mit Interferometerri zur Positionsbestimmung und 
-Qbeniyachung des Tisches und damit des Substrates bei der Bewegung in 
den Koordinaten X.Y ausgestattet. Hier wird eine Stabilisierung der Lage des 
Substrates relativ zur Beiichtungseinrichtung dadurch erreicht, dali einige 

1 0 Telle der Halteeinrichtung und die Interferometerspiegel aus Werkstoff mit 
gleichem Ausdehnungsverhalten gefertigt sind, wodurch sich eine hohere 
Positioniergenauigkeit in den Richtungen X und Y ergibt. Allerdings sind bei 
dieser Verdffentlichung keine Mittel und Verfahren genannt. durch welche die 
Probleme hinsichtlich der Materialausdehnung in Richtung der Koordinate Z 

15 bzw. der damit verbundenen Ungenauigkeiten gelost werden. 

Nachteilig bei den vorgenannten VerSffentlichungen ist aulierdem. daB die 
Halteeinrichtungen nicht Qber technische Mittel verfOgen, mit denen die 
Obernahme des Substrates von einer ZufQhreinrichtung, beispielsweise einem 
Roboterami, und dessen Ablage auf der Ablageebene feinfiihlig und 
20 positionssicher vorgenommen werden kann. 

Ausgehend davon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, Haltesysteme dei 
vorbeschriebenen Art dahingehend weiterzubilden, dalJ eine prazise 
Obernahme von einem Handlingsystem sowie eine Verbesserung der 
Positions- und Fomistabilitat wahrend der Belichtung erzielt wird. 



wo 00/30172 



5 



PCT/DE99/03637 



Diese Aufgabe wird bei einem Obernahme- und Haltesystem der eingangs 
genannten Art erfindungsgemaB durch die kennzeichnenden Merkmale des 
Anspruchs 1 gelost. Vdrteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den 
Merkmalen der Unteranspruche. 

5 Bei dem Obernahme- und Haltesystem der eingangs beschriebenen Art ist 
mindestens eine zweite elektrostatische Chuckanordnung vorgeselien, die 
ebenso wie die erste elektrostatische Chuckanordnung, die zum Halten des 
Substrates wahrend der Belichtung dient, eine Auflageflache fQr das Substrat 
aufweist, wobei jedoch die Auflageflache der ersten und die Auflageflache der • 
10 zweiten Chuckanordnung gemeinsam die Auflageflache fQr das Substrat 

bilden und wobei die Auflageflache der zweiten Chuckanordnung in Richtung 
der Koordinate Z, d.h. in Einfallsrichtung des Belichtungsstrahlenganges, 
relativ zur Auflageflache der ersten Chuckanordnung verschieblich angeordnet 
ist. 

15 Beide Chuckanordnungen sind bezugiich ihrer Haltekraft so ausgelegt, da(i 
das Substrat sowohl auf der Auflageflache der ersten Chuckanordnung als 
auch nur bei Auflage auf der Auflageflache der zweiten Chuckanordnung 
positionssicher gehalten werden kann. 

Die erfindungsgemaiie Anordnung bietet den Vorteil, dali die Auflageflachen 
20 beider Chucks in Richtung der Koordinate Z gegeneinander verschoben 
werden konnen, wodurch es moglich ist, die Auflageflache. der zweiten 
Chuckanordung bis in eine Ubernahmeposition Z2 zu verschieben, in der ein 
Roboterarm das Substrat zur Obernahme in die Belichtungsanlage bereithalt. 
Die Obernahmeposition Z2 befindet sich beispielsweise in einer Entfernung Az 
25 von der Auflageflache der ersten Chuckanordnung, die stets in der Position Zi 
verbleibt. Aus Grunden einer deutlicheren verbalen Unterscheidung wird im 
folgenden, der zugeordneten Funktionen entsprechend, fur die erste 
Chuckanordnung die Bezeichnung „Haltechuck". fur die zweite 
Chuckanordnung die Bezeichnung „Handlingchuck" verwendet. 
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Beim Betreiben der erfindungsgemaiJen Obernahme- und Halteeinrichtung 
ubernimmt der aus dem Haltechuck herausgefahrene Handlingchuck in der 
Position 22 das Substrat von beispielsweise einem Roboterami und wird, 
nachdem die elektrostatische Haltekraft zwisclien dem Handlingchuck und 
5 dem Substrat wirksam ist, mindestens wieder soweit zuruckverschoben, bis 
die Auflageflachen beider Chucks bei der Position eine gemeinsame Ebene 
bilden. Die Auflageflache des Handlingchuck ist kleiner ais die 
aufzunehmende Substratflache. so dafl das Substrat mit freien 
Flachenabschnitten uber die Auflageflache des Handlingchucks hinauskragt. 
10 Erst nachdem der Handlingchuck mit seiner Auflageflache in die Position Zi 
zuruckgefahren ist, kommt das Substrat mit seinen freien Flachenabschnitten 
auch mit der Auflageflache des Haltechucks in Eieruhrung und llegt. sofern der 
Handlingchuck in der Position Zi verbleibt, auf den Auflageflachen sowohl des 
Haltechucks als auch des Handlingchucks auf. 

15 Erfindungsgemali ist in einer Ausgestaltungsvariante vorgeseheni dali der 
Handlingchuck nach dem Zuruckfahren in der Position Zi verbieibt, in der sich 
das Substrat in der Belichtungsposition befindet und hier zum Teil auf der . 
Auflageflache des Haltechucks, zum Teil auf der Auflageflache des 
Handlingchucks aufliegt. In dieser Position z^ kann alternativ der 

20 Handlingchuck entweder mittels einer Klemmeinrichtung fixiert werden, oder er 
wird unfixiert in der Position Zi angehalten. Im letzteren Fall ist die 
Auflageflache des Handlingchucks in Richtung der Koordinate Z frei beweglich 
und kann, sobald die elektrostatische Haltekraft nun auch zwischen 
Haltechuck und Substrat wirkt. durchdie spannungsausgleichenden Krafte, 

25 die das Substrat ausubt, sofern sich die beiden Auflageflachen nicht in einer 
Ebene befinden, in die Position z^ gezogen werden, in der sich die 
Auflageflache des Haltechucks befindet. Auf diese Weise wird vorteilhaft ohne 
hohen technischen Aufwand im Hinblick auf eine exakte Positionierung des 
Handlingchucks in der Position Zi erreicht, da(i das Substrat spannungsfrei 

30 ohne Gefahr einer Deformation gehalten wird. 
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Allerdings kann das erfindungsgemalSe Obemahme- und Haltesystem in einer 
weiteren Variante auch so ausgestaltet sein. daB nach dem Auflegen des 
Substrates auf die Auflagefl^che des Haltechucl<s der Handlingchuck vom 
Substrat entkoppelt und auf eine Position zi zuruckgezogen wird, fiir welche 
5 gilt Z2'< zi < Z2. Dann liegt das Substrat wahrend der Belichtung iediglich auf 
der Auflageflache des Haltechucks auf. wahrend zwischen der Auflagefiache 
des Handlingcliucks und dem Substrat ein Freiraum verbleibt. 

In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung kann 
vorgesehen sein, daB die Auflagefiachen der beiden Chuckanordnungen 

1 0 parallel zur Wirkungsrichtung der Erdschwerkraft ausgerichtet sind, und zwar 
beispielsweise so, dali die Koordinate Y in der Wirkungsrichtung der 
Schwerkraft liegt, wahrend die Koordinaten X,Z rechtwinklig zur 
Schwerkraftrichtung verlaufen. Daraus ergeben sich mehrere Vorteile im 
Hinblick auf die Handhabung und Positionierung des Substrates, worauf im 

15 folgenden noch eingegangen wird. 

Im Zusammenhang mit dieser vertikalen Ausrichtung der Auflageflachen ist 
erfindungsgemali weiterhin vorgesehen, dali die beiden Chuckanordnungen 
mit einem Hubwagen verbunden sind, der in Richtung der Koordinate Y 
verfahrbar ist, wobei der Haltechuck uber eine Tragplatte fest, der 

20 Handlingchuck dagegen tiber einen linearen Stellantrieb (verschieblich in Z- 
Richtung) mit dem Hubwagen gekoppelt ist. 

Auf diese Weise wird erreicht, daft die beiden Chuckanordnungen mit ihren 
vertikal ausgerichteten Auflageflachen und auch das aufliegende Substrat 
durch Heben und Senken des Hubwagens in Richtung Y (bei 
25 gleichblelbendem Abstand zur Belichtungsoptik) verschoben werden konnen. 

Hierzu ist vorgesehen. daB der Hubwagen an einer parallel zur Koordinate Y 
ausgerichteten Saule angeordnet und an dieser Saule verschieblich mit 
GleitfCilien und/oder Rollen geradegefuhrt ist, wobei zusStzlich zu den 
GleitfuBen und/oder Rollen piezoelektrisch angetriebene Klemmeinrichtungen 
30 zur zeitweisen Arretierung des Hubwagens an der Saule vorgesehen sind. Der 
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Hubwagen kann so z.B, wahrend des ^elichtungsvorganges in seiner Position 
in Richtung der Koordinate Y arretiert werden. 

Die Saule ist mit mindestens einem in X-Richtung verschieblich gefuhrten 
Schlitten verbunden, wodurch das aufliegende Substrat bei gleichbleibendem 
5 Abstand zur Belichtungsoptik in Richtung X verschoben werden kann. 
Hierdurch ist gewShrleistet, dali einerseits durch Zustellbewegung des 
Hubwagens in Y-Richtung und/oder andererseits durch Zustellbewegung des 
Schlittens in X-Richtung jeder Flachenabschnitt des Substrates in 
Belichtungsposition gebracht werden kann. 

10 In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dali der 
iineare Stellantrieb fur den Handlingchuck mit einem pneumatischen 
Antriebselement, etwa einem Faltenbalg Oder auch einer Membran, 
ausgestattet ist. Derart ausgebildete Pneumatikantriebe sind im Stand der 
Technik bekannt und miissen deshalb hier nicht naher beschrieben werden. 

15 Eine weitere, sehr vorteilhafte Ausgestaltung der erfindungsgemSlien 

Anordnung besteht darin, da(i die Auflageflachen beider Chuckanordnungen 
kreisrund ausgebildet und konzentrisch zueinander angeordnet sind, wobei die 
Auflageflache des Handlingchucks von der Auflageflache des Haltechucks 
umschlossen ist und eine Ausdehnung von kleiner 1/3, bevorzugt kleiner 1/4 

20 der Auflageflache des Haltechucks hat. Damit ist gewahrleistet, daft das 

Substrat bei Auflage auf dem Handlingchuck in ausreichendem Malie seitlich 
uber dessen Auflageflache hinauskragt, so dafi sich ausreichend 
Liberstehende Flachenabschnitte des Substrates beim Zuruckfahren des 
Handlingchucks auf die Auflageflache des Haltechucks auflegen konnen. 

25 ErfindungsgemaB ist weiterhin vorgesehen, dalS jede der beiden 

Chuckanordnungen aus einem Grundkorper besteht, auf dem zumindest 
abschnittsweise eine elektrisch leitende Schicht und uber dieser eine 
Isolierschicht aufgebracht ist, wobei die isolierschichten der Belichtungsoptik 
zugewandt sind und die Auflageflachen fur das Substrat bilden. In die 

30 Isolierschichten konnen Kanale fur ein Kuhlmedium eingearbeitet sein, wobei 
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die Kanale in Zu- und AbflQsse fur das Kuhlmedium munden und als 
Kuhlmedium vorzugsweise Helium eingesetzt ist. 

In einer sehr bevorzugten Ausgestaltung sind die Tragplatie und die 
GrundkSrper der Chuckanordnungen aus einer Glaskeramik mit gleichen 
5 Werkstoffeigenschaften, beisplelhaft mit gleichem 

Temperaturausdeiinungskoeffizienten aj = 0±0,05*1 0'^K"^ , gleichem 
Elastrizltatsmodul von E « 90,6 GPa und gleicher Biegebruchfestigkeit von B 
etwa130MPa gefertigt. 

Die Venwendung einer sclchen Glaskeramik fur die genannten Telle ermoglicht 
10 einen Aufbau des Haltesystems, der auSerst unempfindlich gegenuber 
Temperaturschwankungen ist. Da Temperatureinflilsse innerhalb der 
Anordnung wahrend des Belichtungsvorganges technisch nicht zu vermeiden 
sind, konnen durch Einsatz dieser Glaskeramik negative Ausv»/irkungen soweit 
reduziert werden, daB der Aufwand ftir weitergehende 
15 Temperaturstabilisierungsmafinahmen innerhalb der Belichtungsanordnung 
bzw. fiir Temperaturstabiiisierungsmafinahmen in der Nahe des zu 
belichtenden Substrates auf ein Mindestmali beschrSnkt werden kann. 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Glaskeramik besteht darin, dad bei der 
Herstellung der genannten Telle konventionelle 

20 Optikbearbeitungstechnologien anwendbar sind, durch welche auf effektive 
Weise ein Hochstmali an Genauigkeit bei der Bearbeitung erzielt werden 
kann. Das bezieht sich vor allem auf die Herstellung planer Flachen mit 
hochsten Ebenheitsanforderungen, aber auch auf die Einhaltung von 
Parallelitaten und Winkein an den betreffenden Teilen. So ist es moglich, 

25 Fertigungstoleranzen im Mikrometerbereich und in den Bereichen von 
Bogensekundeneinzuhalten. Aufgrurid der SprodhSrte der verwendeten 
Glaskeramik sind plastische Verformungen an den Planflachen, insbesondere 
an den Auflageflachen ftir das Substrat, ausgeschlossen, wodurch bleibende 
Verfonnungen, die ihre Ursache in mechanischen Kraften haben, nicht auf das 

30 Substrat ubertragen werden konnen. 
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Die GleitfuBe und/oder Rollen zur Hubwagenfiihrung und die Saule sind aus 
einer iioctifesten Keramil< mit einem Elastizitatsmodul im Bereich von etwa 
300 bis 400 GPa gefertigt. Damit l<ann eine exakte Fuhrung des Hubwagens 
an der SSule erzielt warden! ZusStzlich zu den GleitfuBen und/oder Rollen sind 
5 e!el<trisch angetriebene Klemmeinrichtungen zur zeitweisen Arretierung des 
Hubwagens jeweils in den Positionen vorgeselien, in denen die Beliciitung der 
Substratoberfldciie erfolgt. 

Mit dem Einsatz der Glaskeramik- bzw. Keramikwerkstoffe fOr die genannten 
Teile wird erreicht. dali der Belichtungsstralilengang nicht ungewollt durch 
10 . Magnetfelder beeinfluBt werden kann. da diese Werkstoffe magnetfrei sind. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dali diese Werkstoffe auf tectinologisch 
einfache Weise mit den elektriscii leitfahigen Beschichtungen, beispielsweise 
Chrom oder Nickel, versehen werden konnen. an die ein elektrisclies 
Spannungspotentiai gelegt werden kann. 

15 Zur sicheren Halterung der Substrate auf den Auflageflachen der beiden 

Chuckanordnungen ist vorgesehen, an die leitfahigen Scliichten einerseits und 
an das Substrat andererseits ein elektrisches Potential von bis zu 5000 Volt 
anzulegen. 

In einer weiteren sehr bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist 
20 vorgesehen, dali an die Tragplatte zwei verspiegelte Flachen angearbeitet 
sind, von denen eine in die Richtung der Koordinate X und die andere in die 
Richtung der Koordinate Y weist und die beide als Referenzspiegel eines 
Metrologiesystems dienen, in welchem die Positionsbestimmung der 
Tragplatte bzw. des Substrates durch interferometrische Messungen 
25 vorgenommen wird. Die verspiegelten Flachen kbnnen durch eine mit einer 
Oxidschutzschicht, vorzugsweise SiOj. versehenen Aluminiumbeschichtung 
gebildet sein. 
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Weiterhin kann die Tragplatte Materialausnehmungen aufweisen, die der 
Gewichtsreduzierung dienen, was vorteilhaft geringere Antriebslelstungen 
sowie ein gunstigeres Beschleunigungsverhalten bei der Bewegung des 
Hubwagens zur Folge hat. 

5 Ausgestaltungen bestehen auch dahingehend, daB der Grundkorper der 
ersten Chuckanordnung entweder direkt auf den Hubwagen aufgesetzt oder 
alternativ hierzu Qber eine Tragplatte mit dem Hubwagen yerbunden ist. 
Die Erfindung soli nachfolgend anhand eines Ausfuhrungsbeispieles nSher 
eriautert werden. In den zugehorigen Zeichnungen zelgen 

10 Fig. 1 die Prinzlpdarstellung der erfindungsgemaiien Anordnung 

Fig. 2 einen Schnitt aus Fig. 1 

Fig. 3 den Handlingchuck mit Substrat in Obernahmeposition 

Fig. 4 Haltechuck und Handlingchuck mit Substrat in Belichtungsppsition 

in Fig. 1 ist ein Dbemahme- und Haltesystem dargestellt, bei dem eine erste 
1 5 Chuckanordnung, namlich ein Haltechuck 1 , uber eine Tragplatte 2 test mit 
einem Hubwagen 3 verbunden ist. Der Hubwagen 3 ist uber GleitfQfJe 
und/oder Rollen 18 an eine Saule 4 gekoppelt und dabei in Langsrichtung 
dieser Saule verschiebbar. 

Diese Anordnung ist so ausgerichtet, dali die Saule 4 in Richtung der 
20 Koordinate Y verlauft, die Koordinate Y der Wirkungsrichtung der Schwerkraft 
entspricht und die Auflageflache 5 des Haltechucks 1 parallel zu der in deh 
Koordinaten X.Y aufgespannten Ebene ausgerichtet ist. Die 
Einstrahlungsrichtung des Belichtungsstrahlenganges, der von einer nicht 
dargestellten Belichtungsoptik ausgeht, erfolgt dabei in Richtung der 
25 Koordinate Z rechtwinklig auf die Auflageflache 5. 

Die saule 4 ist mit einem in Richtung der Koordinate X geradegefuhrten 
Schlitten verbunden, der auf dem in X^Richtung dargestellten Lineal lauft. 
Damit ist gewahrleistet, dali der Haltechuck 1 mit seiner Auflageflache 5 in 
Richtung der Koordinaten X.Y verfahrbar ist. Die Verschiebung in Richtung X 
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erfolgt dabei durch Verschieben des (zeichnerisch nicht dargestellten) 
Schlittens. mit dem die SSule 4 fest verbunden ist; die Versciiiebung in 
Richtung Y erfolgt durch Verschiebung des l-lubwagens 3 entlang der S§ule 4. 
Dabei sind sowohl der Scfilitten als aucli der Hubwagen 3 mit 
5 elektromechanischen Antrieben (die ebenfaiis nicht dargestellt sind) gel<oppelt. 

Die Fuhrung dieser beiden Baugruppen beim Bewegungsabiauf erfolgt 
hochgenau unter Bindung aller ubrigen Freiheltsgrade, so dali ein auf die 
Auflageflache 5 aufgelegtes Substrat 17, beispielhaft ein Wafer, relativ zur 
Belichtungsoptik so positipniert werden l<ann, dalS Schritt fOr Schritt die 
1 0 Belichtung des Substrates 1 7 mit einer vorgebenen Strul<tur vorgenommen 
werden l^ann. An zwei rechtwinl<lig zueinander stehenden Seitenflachen der 
Tragplatte 2 l<6nnen Spiegelfjachen 19,20 aufgebracht sein, uber die die 
Position der Tragplatte 2 mit interferometrischer Genauigkeit gemessen 
werden kann. 

15 ErfindungsgemaiJ ist nunmehr vorgesehen, dali auUer dem Haltechuck 1 eine 
zweite Chuckanordnung, namlich ein Handlingchuck 6, vorhanden ist. Die 
Positionierung der beiden Chuckanordnungen 1 und 6 zueinander ist aus der 
Schnittdarstellung in Fig. 2 ersichtlich. Hier ist zunachst erkennbar, daB die 
Auflageflache 7 des Handlingchucks 6 parallel zur Auflageflache 5 des 

20 Haltechucks 1 ausgerichtet Ist. 

Beide Auflagefl^chen 5, 7 sind senkrecht zur Koordinate Z und damit zur 
Einfallsrichtung des Belichtungsstrahlenganges ausgerichtet. Wahrend jedoch 
der Haltechuck 1 fest mit der Tragplatte 2 verbunden ist, beispielhaft durch 
Verschraubung oder Klemmung, ist der Handlingchuck 6 in Richtung der 

25 Koordinate Z verschiebbar angeordnet. Dabei sind der Grundkorper 8 des 

Haltechucks 1 und der Grundkorper 9 des Handlingchucks 6 einschlieUlich der 
Auflagefiachen 5 und 7 als Kreisflachen ausgefuhrt. Beide Chucks 1 , 6 sind 
Uber (zeichnerisch nicht dargestellte) ZwangsfQhrungen verbunden, welche 
die Freiheltsgrade einschrSnken und dadurch eine genaue Einhaltung der 

30 Relativposition der Chucks 1 .6 zueinander, insbesohdere im Hinblick auf eine 
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Verdrehung gegeneinander urn die Koordinate Z, gewahrleisten. Djese 
ZwangsfCihrungen kbnnen beispielhaft als teilweise in V-formige Nuten 
eintauchende Kugein ausgebildet sein, wobei an einem der Chucl<s die 
Kugein, am anderen die Nuten vorgeselien sind. 

5 Der Grundk6rper 8 des Halteciiucl<s 1 ist durchbrochen, und in dem 

Durchbruch ist der Grundl<6rper 9 des Handlingcliucks 6 beweglich gefuhrt. 
Des weiteren ist der GriindkOrper 9 des Handlingchucks 6 iiber ein 
Getriebeglied 10 nnit einem pneumatisciien Antrieb 11 verbunden. Dui-ch 
Ansteuerung des pneumatischen Antriebes 1 1 kann die Verschiebung des 

10 Handlingchucks 6 In Richtung der Koordinate Z veranlalit werden. Wie Fig. 2 
weiterliin zeigt, ist die Tragplatte 2 uber FestkOrpergelenkbolzen 12 
kinematisch bestimmt mit dem Hubwagen 3 verbunden. 
Auf den Grundkorper 8 des Haltechucks 1 ist in Richtung zur Belichtungsoptik 
eine elektrisch ieitfShige Schicht 13 aus Chrom oder Nickel mit einer Starke 

.15 von <200nm aufgetragen. auf welche eine Isolierschicht 14 aufgebracht ist. 
Auf der Isolierschicht 14 ist die Auflageflache 5 fur das aufzunehmende, hier 
noch nicht dargestellte Substrat 17 hocheben ausgebildet. Das frifft analog zu 
for den Handlingchuck 6, bei dem auf den Grundkorper 9 zunSchst eine 
elektrisch leitfShige Schicht 15 und darQbereine Isolierschicht 16 aufgebracht 

20 ist. Auch hier ist die Isolierschicht 1 6 als Auflageflache fur das Substrat 1 7 
hocheben ausgebildet. 

Die Verfahrensweise bei der Obernahme und beim Halten wird nun im 
folgenden anhand Fig. 3 und Fig. 4 eriautert. Soil ein Substrat 17 zur 
Belichtung auf die Auflageflache 5 des Haltechucks 1 aufgelegt werden, erfolgt 
25 zunachst dessen Zufuhrung mit Hilfe eines nicht dargestellten Roboterarmes 
bis in eine Position Z2. Dabei sollte das Substrat 17 mit Hilfe des 
Roboterarmes etwa zentrisch zur Auflageflache 5 ausgerichtet sein. NUnmehr 
wird das Getriebeglied 1 0 durch den pneumatischen Antrieb 1 1 angesteuert 
und dadurch der Handlingchuck 6 vorgeschoben, und zwar so yveit, bis die 
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Abschnitte der Substratflache 1 8. die der Auflageflache 7 gegenuberstehen, 
mit der Auflageflache 7 in Kontakt kornmen. 

Hiernach wird uber Elektrokontakte, die zeichnerisch nicht dargestellt sind, an 
die elektrisch leitfShige Schicht 1 5 des Handlingchucks 6 einerseits und an 

5 das Substrat 17 andererseits eine elektrische Spannung mit einem Potential 
von etwa 4000 Volt gelegt. Die dabei entsteheriden elektrostatischen Krafte 
halten das Substrat 17 auf der Auflageflache 7 des Handlingchucks 6. 
Nun wird das Substrat 17 aus dem Eingriff mit dem Roboterarm gel6st und der 
Roboterarm aus dem Raum zwischen Substrat 17 und ebenfalls nicht 

10 dargestellter Belichtungsoptik ausgeschwenkt. Der pneumatische Antrieb 1 1 
wird angesteuert, wodurch der Handlingchuck 6 in den Haltechuck 1 
hineingezogen wird. bis die Auflageflache 7 die Position z, erreicht. Dabei 
setzen die Abschnitte der Substratflache 18. die nicht von der Auflageflache 7 
Qberdeckt sind. auf die Auflageflache 5 am Haltechuck 1 auf. 

1 5 Damit 1st die Verschiebung des Handlingchucks 6 bzw. des Substrates 17 
beendet. Mit der Auflage auf dem Haltechuck 1 befindet sich das Substrat 17 
in der Belichtungsposition. Einer bevorzugten Variante der Erfindung 
entsprechend wird der Handlingchuck 6 in dieser Position nicht fixiert. sondern 
bleibt in Z-Richtung „schwimmend" frei beweglich. 

20 An die leitfShige Schicht 1 3 des Haltechucks 1 wird nun uber (zeichnerisch 
nicht dargestellte Elektrokontakte) ebenfalls ein elektrisches Potential von 
4000 V gelegt, wodurch zusStzlich zu der Haltekraft zwischen Handlingchuck 6 
und Substrat 17 eine elektrostatische Haltekraft zwischen dem Haltechuck 1 
und dem Substrat 17 wirksam wird. Die Haltepositlon fOr das Substrat 17 ist 

25 dabei allein durch die Position der Auflageflache 5 am Haltechuck 1 bestimmt. 

Das Substrat 17 haftet zwar weiterhin auch an der Auflageflache 7 des 
Handlingchucks 6, die aber aufgrund der „schwimmenden" Lagerung des 
Handlingchucks 6 keine definierte Position in Bezug auf die Belichtungsoptik 
hat. Die Auflageflache 7 des Handlingchucks 6 sorgt insofern ledigiich fur die 
30 Formstabilitat des Substrates 17. indem die Substratflache 1 8 unterstutzt wird. 
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Andererseits wird die Position der Auflageflache 7 in Z-Richtung durch.die 
Substratflache 18 selbsttatig in die Position Zi geriiclct. wodurch eine 
Oberbestimmung des Substrates 1 7 bzw. Spahnungen im Substratmaterial 
aufgrund von Uberbestimmungen ausgegliclien werden. 

5 Das Substrat 17 ist nun zur Beliclitung vorlpereitet und wird in der Foige durch 
Ansteuerung des Schlittenantriebes zur Verschiebung in der Koordinate X und 
durch Ansteuerung des Hubwagenantriebes zur Verschiebung in der 
Koordinate Y in die jeweiligen Belichtungspositionen gebracht, in denen das 
Aufbringen der Strul<tur auf das Substrat 17 erfolgt. 

1 0 Die Entnahme des Substrates 17 aus der Belichtungseinrichtung erfolgt in 
umgekehrter Weise, indem zunachst das Spannungspotential zwischen 
Substrat 17 und Haltechuck 1 abgeschaltet wird. so da(i das Substrat 17 nur 
noch am Handiingchuck 6 haftet. Der Handlingchuck 6 mit dem Substrat 17 
wird nun in Richtung der Koordinate Z verfahren, bis sich die Substratflache 18 

15 in der Position Zz befinden, in welcher das Substrat 1 7 wieder in Eingriff mit 
dem Roboterarm gebracht wird. Hiernach wird auch die leitfahige Schicht 1 5 
potentialfrei geschaltet, woraufhin die Entnahme des Substrates 17 aus der 
Belichtungseinrichtung mit Hilfe des Roboterarmes erfolgt. 

In einer alternativen AusfOhrungsvariante. die in Fig. 4 dargestetit ist, kann 
20 vorgesehen sein. daB der Handlingchucks 6 nach Auflegen des Substrates 17 
auf den Haltechuck 1 nicht in der Position Zi verbleibt. sondern (nach 
Potentialfreischaltung der ieitfahigen Schicht 1 5) in eine Position Z2' 
weiterverschoben wird, so dali das Substrat 17 wahrend der Belichtung 
lediglich vom Haltechuck 1 gehalten wird. 

25 Erfindungsgemaii ist weiterhin vorgesehen, daii die Grundkorper 8, 9 der 
beiden Chuckanordnungen 1 , 6 und die Isolierschichten 14, 16 der beiden 
Chuckanordnungen 1 . 6 aus Glaskeramik ..ZERODUR" und die Tragplatte 2. 
das Gestell des Hubwagens 3 und die SSule 4 aus Siliziumcarbid gefertigt 
sind. Damit ist gewahrleistet, dalS sich TemperatureinflOsse nicht nachteilig auf 

30 die Positionsgenauigkeit des Substrates .1 7 auswirken. 
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Bezugszeichenliste 

1 erste Chuckanordnung (Haltechuck) 

2 Tragplatte 
5 3 Hubwagen 

4 SSule 

5 Auflageflache 

6 zweite Chuckanordnung (Handlingchuck) 

7 Auflageflache 
10 8 Grundkorper 

9 Grundkorper 

10 Getriebeglied 

1 1 pneumatischer Antrieb 

12 Festkorpergelenke 

15 13 elektrisch leitfahige Schicht 

14 Isolierschicht 

1 5 elektrisch leitfShige Schicht 

16 Isolierschicht 

17 Substrat (Wafer) 
20 18 Rollen 

19 Spiegelflache 

20 Spiegelflache 
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Patentanspruche 



1 . Obernahme- und Haltesystem fur ein Substrat (17) in einer 
Belichtungsanlage. die mit einer in den Koordinaten X,Y verfahrbaren 
elektrostatischen Chuckanordnung (1) zum Halten des Substrates (17) 

5 auf einer Auflageflache (5) wahrend der Belichtung ausgestattet ist, 

dadurch gekennzeichnet 

da(i mindestens eine zweite elektrostatische Chuckanordnung (6) 
vorgesehen ist, die eine weitere Auflageflache (7) fur das Substrat (17) 
aufweist, wobei die zweite Chuckanordnung (6) mit ihrer Auflageflache 
1 0 (7) in Richtung der Koordinate Z relativ zur Auflageflache (5) der ersten 

Chuckanordnung (1) verschieblich angeordnet ist. 

2. Obernahme- und Haltesystem nach Anspruch 1 , dadurch 
gekennzeichnet, da(i die Summe der beiden Auflagefiachen (5,7) etwa 
der Flachenausdehnung des aufzunehmenden Substrates (17) 

15 entspricht. 

3. Obernahme- und Haltesystem nach Anspruch 1 , dadurch 
gekennzeichnet, da(i die zweite Chuckanordnung (6) in Richtung der 
Koordinate Z bis in eine Endlage Z2 vor der Auflageflache (5) 
verschiebbar ist, die einer Obernahmeposition fur das Substrat (17) 

20 entspricht. 

4. Obernahme- und Haltesystem nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, da(i die zweite Chuckanordnung (6) "in eine 
Position Zi verschiebbar ist, in welcher sich die Auflageflachen (5,7) in 
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einer Ebene befinden, wobei die Position Zi der Haltepositlon fiir das 
Substrat (17) wahrend der Belichtung entspricht. 

5. Obemahme- und Haltesystem nach eihem der Anspruclie 1 bis 3, 
dadurcli gel<ennzeiclinet, daB die zweite Chuckanordnung (6) in eine 

5 Position z{ verschiebbar ist, bei der sich die Auflagefiache (7) liinter der 

Auflagefiache (5) befindet. 

6. Obemahme- und Haltesystem nach einem der vorgenannten AnsprCiche, 
dadurch gekennzeichnet, dali die Auflageflachen (5,7) als Kreisflachen 
ausgebildet und zentrisch zueinander angeordnet sind, wobei die 

10 Auflageflache (7) von der Auflageflache (5) umschlossen ist und eine 

Ausdehnung von kleiner 1/3, bevorzugt kleiner 1/4 der Auflageflache (5) 
hat. 

7. Obemahme- und Haltesystem nach einem der vorgenannten AnsprCiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Koordinate Y parallel zur 

15 Wirkungsrichtung der Schwerkraft und die Koordinaten X.Z rechtwinklig 

zur Wirkungsrichtung der Schwerkraft ausgerichtet sind. 

8. Obemahme- und Haltesystem nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dali die beiden Chuckanordnungen (1,6) mit 
einem Hubwagen (3) verbunden sind, der geradlinig in der Koordinate Y 

20 verfahrbar ist, vk^obei die erste Chuckanordnung (1) mit dem Hubvk^agen 

(3) fest verbunden und die zweite Chuckanordnung (6) Qber einen 
Linearantrieb, der zur Verschiebung der zwelten Chuckanordnung (6) in 
Z-Richtung dient, mit dem Hubwagen (3) gekoppelt ist. 

9. Obemahme- und Haltesystem nach Anspruch 8, dadurch 

25 gekennzeichnet, daB die erste Chuckanordnung (1 ) uber eine Tragplatte 

(2) mit dem Hubwagen (3) verbunden ist. 

10. Obemahme- und Haltesystem nach einem der AnsprOche 8 Oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Hubwagen (3) an einer parallel zur 
Koordinate Y ausgerichteten Saule (4) angeordnet und an dieser Saule 

30 (4) verschieblich mit GleitfuBen und/oder Rollen (18) geradegefuhrt ist. 
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wobei zusatzlich zu deri GleitfuBen und/oder Rollen (18) ansteuerbare 
Klemmeinrichtungen zur zeitweisen Arretierung des Hubwagens (3) an 
der Saule (4) vorgesehen sind. 
. 11. Obernahme-undHaltesystemnachAnspruchlO, dadurch 
5 gekennzeichnet, dali die Klemmeinrichtungen mit plezoeiektrischen 

Antrieben gekoppelt sind. 

12. Ubernahme- und Haltesystem nach einem der vorgenannten AnsprQclie, 
dadurch gel<ennzeichnet, dali die Saule (4) mit mindestens einem in X- 
Richtung verschieblich gefuhrten Schlitten verbunden ist. 

1 0 13. Obemahme- und Haltesystem nach einem der vorgenannten Anspruche. 
dadurch gekennzeichnet, dali als Linearantrieb fOr die zwelte 
Chuckanordnung (6) ein Pneumatikantrieb (1 1) vorgesehen ist. 

14. Obemahme- und Haltesystem nach einem der vorgenannten AnsprOche, 
dadurch gekennzeichnet. dali jede der beiden Chuckanordnungen (1,6) 
15 aus einem Grundkbrper (8,9) besteht, auf welchen zumindest 

abschnittweise elektrisch leitende Schichten (13,1 5) und uber diesen 
jeweils eine Isolierschicht (14,16) aufgebracht ist, wobei die 
Isolierschichten (14,16) die Auflageflachen (5,7) fur das Substrat (17) 
bilden. 

20 15. Obemahme- und Haltesystem nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dali die Tragplatte (2) und die Grundk6rper 
(8,9) aus einer Glaskeramik mit einem 

Temperaturausdehnungskoeffizienten aj = 0±0,05*1 0'^K''' und einem 
Elastrizitatsmodul von E « 90,6 GPa gefertigt sind. 

25 16. Obemahme- und Haltesystem nach einem der vorgenannten Anspruche. 

dadurch gekennzeichnet, dali die Gleitfiilie und/oder Rollen (18) und die 
Saule (4) aus einer hochfesten Keramik mit einem Elastizitatsmodul im 
Bereich von etwa 300 bis 400 GPa gefertigt sind. 
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1 7. Obernahme- und Haltesystem nach einem der vorgehannten Anspruche, 
dadurch gekeniizeichnet, dali wahrend der Obernahme des Substrates 
(17) die leitfahige Schicht (15) der zweiten Chuckanordnung (6) 
einerseits und das Substrat (17) andererseits und wahrend des Haltens 

5 des Substrates (17) in der Beiichtungsposition die leitfahige Schicht (1 3) 

der ersten Chuckanordnung (1 ) einerseits und das Substrat (17) 
andererseits an ein elektrisches Potential bis zu 5000 Volt gelegt sind. 

1 8. Obernahme- und Haltesystem nach einem der vorgenannten AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet. daB an die Tragplatte (2) und/oder an die erste 

1 0 Chuckanordnung (1 ) zwei SpiegelflSchen (1 9.20) angearbeitet sind, die 

als Referenzspiegel fOr ein Metrologiesystem dienen und von denen 
jeweils eine in Richtung der Koordinaten X.Y weist. 

19. Obernahme- und Haltesystem nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dali die Tragplatte (2) und/oder die 

1 5 Grundkorper (8,9) Materialaiissparungen zur Gewichtsreduzierung 

aufweisen. 

20. Obernahme- und Haltesystem nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB in die Isolierschichten (14,16) KanSle fiir 
ein KOhlmedium eingearbeitet sind, wobei die KanSle in Zu- und 

20 Abfliisse fur das KOhlmedium munden und als Kuhlmedium 

vorzugsweise Helium eingesetzt ist. 




Fig.1 
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The invention relates to system for receiving and retaining a substrate (17) 
in a light exposure device that is fitted with a handling system for the feeding of 
said substrate (17), an electrostatic chuck arrangement (1) for the retention of said 
substrate (17) during exposure to light, whereby said arrangement can be displaced 
in coordinates X, Y, and an exposure lens system from which corpuscular radiation is 
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of coordinate Z. In terms of retention force, both chuck arrangements (1,6) are 
configured in such a way that the substrate (17) is maintained in a firm position 
when its placed on the first chuck arrangement (1) or solely on the second chuck 
amingement (6). 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung beziehi sich auf ein Obemahme- und Haltesystem fUr ein Sub- 
strat (17) in einer Belichtungsanlage, die mit einem Handlingsyslem zur Zufiihrung 
des Substrates (17), mit einer in den Koordinaten X,Y verfahrbaren elektrostatis- 
chen Chuckanordnung (1) zum Halten des Substrates (17) wfihrend der Belichtung 
sowie mit einer Belichtungsoptik ausgestattet ist, aus der eine Korpuskularstrahlung 
rechtwinklig, der KoordinateZentsprechend, auf die Substratoberflache gcrichtet ist. 
Bei einem solchen Haltesystem ist mindestens eine zweite elektrostatische Chuck- 
anordnung (6) vorgesehen, die ebenso wie die erste Chuckanordnung (1), die zum 
Halten des Substrates (17) wahrend der Belichtung dient, eine AufiageflSche fUr das 
Substrat aufweist, wobei jedoch die Auflageflache der zweiten Chuckanordnung (6) 
in Richtung der Koordinale Z verschieblich angeordnet ist. Beide Chuckanordnun- 

gen (1, 6) sind bezUglich ihrer Haltekraft so ausgelcgt, dass das Substrat (17) sowohl bei Auflage auf der ersten Chuckanordnung (1) 
auch nur bei Auflage auf der zweiten Chuckanordnung (6) positionssicher gehalten wird. 
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